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e méréni tenze par plynu

Konstrukéni prvky vakuovych zafizeni - vhodné materialy,
spoje,...
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Rozdé&leni vakua

vakuum tlak [mbar] tlak [Pa]
nizké (GV), 103 — 10° 105 — 102
hrubé, technické
st¥edni (FV) 10°—-10"% | 102 10!
vysoké (HV) 1073 -1077 | 107t~ 1075
velmi vysoké (UHV) | 1077 — 1071 | 1075 — 1078
extrem& vysoke (XHV) < 10710 <1078




Rozdéleni vakua

vakuum sttedni (FV) | vysoké (HV) | (UHV) a
(XHV)
tlak [Pa] 102-10"t | 107t-10°| <1075
koncentrace [cm™3] | 10 —10'% | 10'% —10° < 10°
stredni drdha A\[cm] | 1072 — 10! 10t — 10° > 10°
monovrstva T[s] 1075-1072 | 1072 —10? > 102
typ proudéni Knudsenovo | molekuldrni | molekularni




Vazané plyny:

Plyny, které jsou na povrchu, nebo uvnit¥ pevné latky, nebo jsou
uzavreny v pérech a dutindch. Plyny se mohou v latkach
rozpoustét a difundovat a tak pronikat z vnéjsiho prostfedi sténami
do vakuového systému.

Sorpce:
e adsorpci - na povrchu

e absorpci - difuze do objemu



Priklad:

Vliv adsorbovanych plynl na vakuum.

Reaktor ve tvaru krychle o strané 10 cm je pokryt na vnitfnich
sténach monomolekularni vrstvou plynu. Je v ném plyn o tlaku
1x10~* Pa a teplot& 300 K. N&jakym zpiisobem uvolnime vechen
vazany plyn ze stén. Pfedpoklddejme, Ze teplota plynu zlstane
stejnd. Jaky je vysledny tlak v reaktoru?



Regenf:
Potet molekul v objemu p¥i tlaku P = 1x10~* Pa:

_ _ P 13
N=nV = kTV = 2.4x10
Pocet molekul na sténach:
N1 = 6xSxN,

N; = 6x100x0.5x10'° = 3x10'7

tlak uvolnénych molekul:

N
Py = mkT = VlkT —1.24 Pa



PoZadavky na materidly pouZivané ve vakuové technice:
e co mozna nejmensi uvoliiovani plynl a par, nizkd tenze par pfi
pracovni teplot&
e mald schopnost pohlcovat a propoustét plyny

e musi odolavat viem pracovnim teplotdm a mechanickym
pnutim, musi mit vhodné elektrické vlastnosti(podle dané
aplikace)
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Zakladni procesy probihajici mezi plynem a povrchem
pevné ldatky
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difuze po povrchu
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difuze do objemu

difuze z objemu na povrch



Plyny adsorbované na povrchu

o fyzisorbce - slaba vazba, van der Waalsova vazba, dlouhy
dosah Ry > 3x1071%m,

A B

E=®  m

e chemisorpce - silné chemické vazby, krdtky dosah,
1x107m < Ry < 3x1070m

E = Do(1 — exp[—a(R — Ro)])?
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Koeficient ulpént

1
V1 = vaa
Vief
Vief = YW1 = 7V =
"

e v =1, adsorpce kazdé molekuly, kterd dopadne na povrch

e v =0, v8echny molekuly se odrazf



Stupen pokryti

N

9 =L

Nip
N1 - potet adsorbovanych atomii, Ny, - pocet volnych mist v
monomolekuldrni vrstvé, pro méné presné vypolty se bere
Nip = 0.5x10°cm—2

e ¢ =0, Cisty povrch

e 9 =1, zcela pokryty povrch
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plyn He Ne H» 0, Ar
Nip[10°cm™2] | 2.42 | 1.72 | 1.52 | 0.87 | 0.85

plyn N2 CO C02 H20 CH4
N1,[10%5cm=2] | 0.81 | 0.81 | 0.53 | 0.53 | 0.52




CO na wolframu

Ts [K] 300 | 500 | 700 | 900 | 1100
N1p[10°cm=2] | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.19
v 0.45 | 0.40 (035|033 | 03

wolfram, 300 K

plyn Y N1,[1015cm=2] Y
N, | 0.3-0.55 0.2-0.55 0.3-0.5
CO | 0.2-0.6 0.5-0.65 0.3-0.6
O | 0.2-0.3 - 0.7
Hy, | 0.2-0.3 0.4-0.7 0.4-0.5
Cs 1 0.38 1




